




その他のタイトル Stable Polyradicals of the Heavy Group 14




























研究成果の概要（英文）：The stable free radicals on the heavier group 14 elements (Si, Ge, Sn) were 
studied by UV-photoelectron spectroscopy and cyclic voltammetry, in order to determine their redox 
properties. Isomeric para- and meta-disilaquinodimethanes were synthesized and characterized; the 
para-isomer was shown to possess a singlet ground state with a closed-shell quinoid form, whereas the 
meta-isomer was shown to manifest a robust triplet ground state.  
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体なったシリルラジカル 1a とその写真 
出した。 
 また、３つのケイ素置換基で置換した安定





電子スペクトルの測定から 6.15 eV (1a),  
















































































図４ パラジシラキノジメタン 2 とフェニレ

















図５ パラジシラキノジメタン 2 とフェニレ





に 着 目 す る と 、 3 の Si–C(Ar) 結 合 長

















 3-メチルペンタン中 60 K において測定し
たメタビス（シリルラジカル）3 の EPR スペ
クトルは、∆ms = 1 の吸収がスピン間相互作
用によるゼロ磁場分裂を伴って観測された。
また、167.4 mTには三重項種特有の ∆ms = 2
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